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@ Es wird ein Verfahren zur Bestimmung der relativen Po- 
sition (510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu 
einer zweiten Bebilderungseinrichtung durch Bebilde- 
rung (58) eines zugeordneten Bebilderungsmediums (54) 
vorgestellt, dass wenigstens die folgenden Schritte urn- 
fasst: Es wird eine Gruppe von untereinander verschiede- 
nen Referenzmustern (16) und ein Grundmuster (18) 
durch die zweite Bebilderungseinrichtung (58), welches 
als Master dient, bebildert, wobei jedes Referenzmuster 
(16) der Gruppe eindeutig einer relativen Position zuge- 
ordnet ist. Wenigstens ein Testmuster wird durch die er- 
ste Bebilderungseinrichtung (56), deren relative Position 
zu bestimmen ist, uber das Grundmuster bebildert, so 
dass ein Kombinationsmuster (24) entsteht. Ein Referenz- 
muster (16), dessen Flachendeckung mit der Flachendek- 
B kung des Kombinationsmusters (24) ubereinstimmt, wird 
bestimmt. Da dem identifizierten Muster der Gruppe in 
' eindeutiger Weise eine relative Position (510) zugeordnet 
ist, wird die relative Position der ersten zur zweiten Bebil- 
derungseinrichtung (56, 58) identifiziert. Das erfindungs- 
gemaBe Verfahren kann vorteilhaft in einem Druckform- 
belichter oder einem Druckwerk (52) einer Druckmaschi- 
ne (50) zum Einsatz gelangen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestim- 
mung der relativen Position einer ersten Bebilderungsein- 
richtung zu einer zweiten Bebilderungseinrichtung durch 5 
Bebilderung eines zugeordneten Bebilderungsmediurns. Sie 
betrifft des weiteren ein Verfahren zur Positionskorrektur ei- 
nes Projektionspunkaes einer ersten Bebilderungseinrich- 
tung zu einem Projektionspunkt einer zweiten Bebilde- 
rungseinrichtung durch Verandern der relativen Position des 10 
Projektionspunktcs der ersten Bebilderungseinrichtung zum 
Projektionspunkt der zweiten Bebilderungseinrichtung von 
einer Istposition auf eine Sollposition, insbesondere in ei- 
nem Druckformbelichter oder in einem Druckwerk einer 
Druckmaschine. 15 
[0002] Zur Bebilderung einer zweidimensionalen Oberfla- 
che eines Bebilderungsmediurns mit einer oder mehrerer 
Bebilderungseinrichtungen wird die Oberflache in zwei li- 
near unabhangige Koordinatenrichtungen, weiche die Fla- 
che aufspannen, abgetastet, indem durch eine geeignete Ak- 20 
tuatorik eine Relativbewegung zwischen der Oberflache und 
der oder den Bebilderungseinrichtungen erzeugt wird. Typi- 
scherweise erfolgt die Abtastung in einer sogenannten 
schnellen Abtastrichtung und einer so genannten langsamen 
Abtastrichtung derart, dass alle zu bebildernden Punkte auf 25 
der Oberflache von der oder den Bebilderungseinrichtun- 
gen, genauer von einer Anzahl von BebilderungssLrahlen, 
iibers trichen werden. Ein Bebilderung sstrahl kann dabei ein 
Lichtstrahl, insbesondere ein Laserlichtstrahl, sei es im in- 
fraroten, sichtbaren oder ultravioletten Spektralbereich, ein 30 
Warmepuls, ein Gasstrahi oder ein Tropfchen einer chemi- 
schen Substanz oder dergleichen sein. Eine Bebilderungs- 
einrichtung, auch Bebilderungsmodul genannt, kann eincn 
oder mehrere Bebilderungsstrahlen aufweisen. Bebilde- 
rungsmedien umfassen dabei Druckformen, Druckplatten, 35 
sogenannte Druckformvorlaufer, Filme oder dergleichen. 
Fiir die Bebilderung von Bebilderungsmedien in der graphi- 
schen Industrie, sei es in der Druckvorstufe in Druckform- 
belichtern oder in der Druckstufe in Druckwerken (On Press 
Bebilderung oder Direct Imaging Druckwerken), sind ge- 40 
rade Laserlichtqueilen in Bebilderungseinrichtungen beson- 
ders verbreitet. Laserlichtqueilen sind haufig Diodenlaser 
oder Festkorperlaser, wie Laser mit Verstarkennedien aus 
Ti : Saphir oder Nd : YLF, bevorzugt diodenlasergepumpt. 
Mehrere Laserlichtqueilen konnen sich auf einem oder meh- 45 
reren zusammengesetzten Diodenlaserbarren in einer Bebil- 
derungseinrichtung befinden. 

[0003] Eine Bebilderungseinrichtung kann einen Bebilde- 
rungskanal oder eine Gruppc von Bebilderungskanalen um- 
fassen. Mehrere Bebilderungseinrichtungen konnen zu ei- 50 
nem Block integriert sein. Zur Bebilderung oder Beschrif- 
tung werden die Bebilderungskanale an- und ausgeschaltet 
(zeitliche Auslosung). Je nach dem gewahlten Bebilde- 
rungsverfahren kann, wahrend wenigstens ein Bebilde- 
rungskanal eingeschaltet ist, eine Relativbewegung zwi- 55 
schen Projektionspunkt und Bebilderungsmedium stattfin- 
den oder nicht. Mit einem bebilderten oder beschriebenen 
Bebilderungsmedium kann ein Bild auf einen Bedruckstoff 
libertragen werden. Typische Bedruckstoffe sind Papier, 
Karton, organische Polymerfolien oder dergleichen, seien es 60 
Bogen oder Bahnen. 

[0004] Beim Einsatz einer Anzahl von Bebilderungsein- 
richtung, sei es in einem Druckformbelichter oder einem 
Druckwerk, ist es sehr wichtig, dass die relativen Positionen 
der Bebilderungseinrichtungen zueinander und, vorausge- 65 
setzt fur den Fall mehrerer Bebilderungsstrahlen aus einer 
Bebilderungseinrichtung, dass die Bebilderungsstrahlen aus 
einer Bebildenungseinrichtung zueinander ausgerichtet 
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sind. Bei Verwendung einer entsprechend genauen Abbil- 
dungsoptik auf das Bebilderungsmedium sind folglich dann 
auch die relative Position der Bebilderungsstrahlen auf dem 
Bebilderungsmedium zueinander mit groBer Prazision ein- 
gerichtet oder kalibriert. In der Folge sei ohne Einschran- 
kung der allgemeinen Anzahl von Bebilderungsstrahlen in 
einer Bebilderungseinrichtung nur zur Vereinfachung der 
Darstellung und Beschreibung angenommen, dass je eine 
Bebilderungseinrichtung je einen Bebilderungsstrahl auf- 
weist. Des weiteren sei in der Folge ohne Einschrankung der 
allgemeinen Anzahl von Bebilderungseinrichtungen eben- 
falls zur Vereinfachung der Darstellung, die Beschreibung 
auf eine erste und eine zweite Bebilderungseinrichtung ge- 
richtet, wissend, dass es sich bei der Anzahl von Bebilde- 
rungseinrichtungen auch urn mehr als zwei handeln kann. 
[0005] Der Einrichtungs- oder Kalibrationsvorgang der 
relativen Position einer ersten zu einer zweiten Bebilde- 
rungseinrichtung (eines ersten zu einem zweiten Bebilde- 
rungskanal oder einer ersten Gruppe von Bebilderungskana- 
len zu einer zweiten Gruppe von Bebilderungskanalen) kann 
zum einen in der Montage der Bebilderungseinrichtungen 
zum anderen bei einer Warning des Apparates oder der Ma- 
schine, denen die Bebilderungseinrichtungen zugeordnet 
sind, sei es in einer Werkstatt oder beim Kunden, erforder- 
lich sein. GemaB einer verbreiteten Vorgehensweise ist da- 
mit insbesondere in der Montage von Druckmaschinen mit 
On Press Bebilderung Druckwerken ein erheblicher Auf- 
wand verbunden. Fur jedes Druckwerk wird eine Testbebil- 
derung einer Druckform (Bebilderungsmedium) durchge- 
fuhrt, ein Teil der bebilderten Druckform herausgeschnitten 
und der Teil unter einem Mikrolesegerat untersucht, so dass 
Korrekturwerte fiir die relative Position ermittelt werden 
konnen. Die Korrekturwerte werden zu Veranderungen der 
relativen Position genutzt, beispielsweise wird der Steue- 
rung diese Information zur Verfugung gestellt, und die Be- 
bilderungseinrichtungen werden zueinander justiert. Das be- 
schriebene Verfahren zur relativen Posiuonsbestimmung 
wird solange iteriert, bis die gewunschte oder erfordcrliche 
Prazision erreicht ist. Die relative Positionsabweichung 
kann sowohl fur die schnelle Abtastrichtung als auch fur die 
langsame Abtastrichtung bestimmt werden, und die relati- 
ven Position kann in der Folge justiert werden. Nachteilig ist 
beim Einsatz dieses Verfahrens allerdings der hohe Mate- 
rial- und Zeitaufwand. 

[0006] Beispielsweise aus dem Dokument 
DE44 37 284A1 ist bekannt, dass eine Kalibration einer 
Steuerung der Ablenkung eines Laserstrahls wie folgt vor- 
genommen werden kann, Vom Laserstrahl wird ein licht- 
empfindliches Medium zur Erzeugung eines Testbildes be- 
strahlt, und von diesem werden anschlieBend digitalisierte 
Biidausschnitte, die von einer CNC-gesteuerten Kamera 
aufgenommen werden, erzeugt. Eine Berechnung von Kor- 
rekturdaten fiir die Steuerung der Ablenkung des Laser- 
strahls erfolgt auf der Grundlage eines Verglcichs der durch 
die Aufnahme des der Biidausschnitte gemessenen Istposi- 
tionen des Laserstrahls mit vorgegebenen Sollpositionen. 
Nachteilig beim Einsatz dieses Verfahrens ist ebenfalls der 
Materialaufwand und die Erfordernis, eine prazise CNC- 
Stcuerung fur die Kamera, weiche folglich kostenintensiv 
ist, zu benutzen. 

[0007] Aus dem Dokument DE 197 32 668 Al geht her- 
vor, dass eine Kalibriervorrichtung fur eine Strahlabtastvor- 
richtung eine Oberflache mit definierten Markierungen auf- 
weisen kann. Mit einer Detektorvorrichtung wird das von 
der Oberflache reflektierte oder transrnittierte Licht des uber 
die Oberflache tastenden Strahls erf asst. Wenn der Strahl auf 
eine Markierung trifft, wird nur eine niedrige Intensitat re- 
flektiert beziehungsweise transmittiert. Aus dem erfassten 
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Intensitatsverlauf der Strahlung in Reflexion oder Transmis- 
sion wird die Istposition des Lasers trahls ermittelt und in ei- 
ner Steuerung mit der fur diese Stelle vorgesehenen Sollpo- 
sition verglichen. Aus diesem Vergleich kann ein Korrektur- 
wert ermittelt und der Steuerung, beispielsweise als Tabel- 5 
leneintrag in einem Speicher abgelegt, zur Verfugung ge- 
stellt werden. Ein Nachteil diese Kalibriervorrichtung ist, 
dass eine Oberflache mit prazisen Markierungen zur Verfu- 
gung gestellt werden muss. Eine derartige Oberflache ist 
aber empfindlich und wenig geeignet, an verschiedene Orte to 
vcrbracht zu werden oder in verschiedenen Maschinen, hau- 
fig unter Formveranderungen, welche moglicherweise zur 
Verzerrungen des Koordinatensystems fuhren, aufzuneh- 
men. 

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist ca. ein 15 
Verfahren zur Bestimmung der relativen Position cincr er- 
sten zu einer zweiten Bebilderungseinrichtung anzugcben, 
welches eine Dejustage der Bebilderungseinrichtungen zu- 
einander, also die Abweichung einer Istdistanz von einer 
Solldistanz, auf einfache Weise erkennbar macht. 20 
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein 
Verfahren zur Bestimmung der relativen Position einer er- 
sten Bebilderungseinrichtung zu einer zweiten Bebilde- 
rungseinrichtung mit den Merkmalen gemaB Anspruch 1 
oder gemaB Anspruch 17 gelost. Vorteilhafte Weiterbildun- 25 
gen der Erfindung sind in den abhangigen und in den neben- 
geordneten Anspriichen charakterisiert. 
[0010] Erfindung sgemaB erfolgt eine Ermittlung der Ab- 
weichung der Position des ersten Bebilderungsstrahles, wel- 
cher der ersten Bebilderungseinrichtung zugeordnet ist, von 30 
der Position des zweiten Bebilderungsstrahlens, welcher der 
zweiten Bebilderungseinrichtung zugeordnet ist, durch ei- 
nen Tonwertvergleich oder Rachcndeckungs vergleich spc- 
zieller Muster, insbesondere Raster oder Linienraster, direkt 
auf dem bebilderten Bebilderungsmedium oder auf einem 35 
mit diesem gedruckten Testbild. Es wird erfindungsgemaB 
die relative Position der ersten Bebilderungseinrichtung 
(Bebilderungsstrahl) zu einer zweiten Belbilderungscinrich- 
tung (Bebilderungsstrahl), welcher als sogenannter Master 
fungiert, ermittelt. Durch eine geeignete Wahl der Orientie- 40 
rung oder Richtung der Muster, insbesondere Linienraster, 
ist eine Erfassung der Positionsabweichungen beziehungs- 
weise Strahltoleranzen in schneller Abtaslrichtung (fast 
scan) und langsamer Abtastrichtung (slow scan) moglich, 
wobei bevorzugt die Orientierung der Muster, insbesondere 45 
der Linienrichtung im Fall von Linienrastern, rechtwinklig 
zur Richtung der MaBtoleranz, der Positionsabweichung, 
liegt. Voraussetzung fiir die Anwcndung des crfindungsge- 
maBcn Verfahrens ist eine prazise Erzeugung definierter, pi- 
xelgenauer Muster, insbesondere Linienraster, auf dem Be- 50 
bilderungsmedium. 

[0011] Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Bestimmung 
der relativen Position einer ersten Bebilderungseinrichtung 
zu einer zweiten Bebilderungseinrichtung durch Bebilde- 
rung eines zugeordneten Bebilderungs mediums umfasst we- 55 
nigstens die folgenden Schritte: Es wird eine Gruppe von 
untereinander verschiedenen Referenzmustern und eines 
Grundmusters durch die zweite Bebilderungseinrichtung, 
welches als Master dient, bebildert, wobei jedes Referenz- 
muster der Gruppe eindeutig einer relativen Position zuge- 60 
ordnet ist. Wenigstens ein Testmuster wird durch die erste 
Bebilderungseinrichtung, deren relative Position zu bestim- 
men ist, iiber das Grundmuster bebildert, so dass ein Kombi- 
nationsmuster entsteht. Ein Referenzmuster der Gruppe, 
dessen Flachendeckung mit der Rachendeckung des Kom- 65 
binationsmusters ubereinstimmt, wird bestimmt. Da dem 
identifizierten Muster der Gruppe in eindeutiger Weise eine 
relative Position zugeordnet ist, wird die relative Position 
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der ersten zur zweiten Bebilderungseinrichtung identifiziert. 
[0012] Anders ausgedriickt, das erfindungsgemaBe Ver- 
fahren zur Bestimmung der relativen Position zweier Bebil- 
derungseinrichtungen (Bebilderungsmodule oder Bebilde- 
rungsstrahlen) zueinander umfasst das Ubereinanderbebil- 
dern oder Ubereinanderschreiben von Mustern, wobei eine 
Anzahl von Referenzmuster von der zweiten, als Master 
fungierenden Bebilderungseinrichtung und wenigstens ein 
Testmuster von der ersten Bebilderungseinrichtung, deren 
relative Positionsabweichung bestimmt werden soil, ge- 
schrieben werden, so dass wenigstens ein Kombinationsmu- 
ster entsteht, zum Vergleich der Rachendeckung oder des 
Tonwertes auf optischem Wege (Messung) entweder auf 
dem Bebilderungsmedium oder auf einem mit dem Bebilde- 
rungsmedium gedruckten Testbild auf einem Bedruckstoff. 
[0013] Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Bestimmung 
der relativen Position einer ersten Bebilderungseinrichtung 
zu einer zweiten Bebilderungseinrichtung, wobei der ersten 
Bebilderungseinrichtung ein erstes Bebilderungsmedium 
zugeordnet und der zweiten Bebilderungseinrichtung ein 
zweites Bebilderungsmediums zugeordnet ist, umfasst we- 
nigstens die folgenden Schritte: Es wird eine Gruppe von 
untereinander verschiedenen Referenzmustern und eines 
Grundmusters durch die zweite Bebilderungseinrichtung 
auf dem der zweiten Bebilderungseinrichtung zugeordneten 
zweiten Bebilderungsmediums, wobei jedes Referenzmu- 
ster der Gruppe eindeutig einer relativen Position zugeord- 
net ist, bebildert. Wenigstens ein Testmuster wird durch die 
erste Bebilderungseinrichtung auf dem der ersten Bebilde- 
rungseinrichtung zugeordneten ersten Bebilderungsmedi- 
ums bebildert. Die von der ersten und der zweiten Bebilde- 
rungseinrichtung bebilderten ersten und zweiten Bebilde- 
rungsmedien werden auf einen Bedruckstoff derart abge- 
druckt, dass das durch die erste Bebilderungseinrichtung be- 
bilderte Testmuster iiber das Grundmuster abgedruckt wird, 
so dass ein Kombinationsmuster entsteht. Ein Referenzmu- 
sters der Gruppe, dessen Rachendeckung mit der Flachen- 
deckung des Kombinationsmusters ubereinstimmt, wird 
identifiziert. Da dem identifizierten Muster der Gruppe in 
eindeutiger Weise eine relative Position zugeordnet ist, wird 
die relative Position der ersten zur zweiten Bebilderungsein- 
richtung identifiziert. 

[0014] Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Referenzmu- 
ster der Gruppe, das Grundmuster und das Testmuster zwei- 
dimensional, aber in eine der zwei linear unabhangigen 
Richtungen gleichformig oder translationsinvariant sind. 
Anders ausgedriickt, die Muster konnen eine Orientierung 
oder Richtung aufweisen. Die Gleichformigkeit kann sich, 
insbesondere fur Linienmuster oder Linienraster, mit beson- 
derem Vorteil senkrecht zur Richtung der zu bestimmenden 
relativen Positionsabweichung erstrecken, so dass eine ge- 
naue Erkennung der relativen Position in Kombinationsmu- 
stern ermoglicht ist, da schon eine geringe Abweichung in 
nicht paralleler Richtung zur Gleichformigkeit zu einer gro- 
Ben Veranderung in der Rachendeckung des Kombinations- 
musters fuhren kann. 

[0015] Das Grundmuster kann in vorteilh after Weise aus 
einer Gruppe von untereinander gleichen Kontrollmustern 
bestehen. Diese konnen an verschiedenen Orten auf der 
zweidimensionalen Rache des Bebilderungsmediums ange- 
ordnet sein. Diese Kontrollmuster konnen, mussen aber 
nicht von ein und demselben Testmuster uberschrieben wer- 
den. Im Fall eines Testmusters ergibt sich Redundanz der In- 
formation, so dass in vorteilhafter Weise statistische oder 
andere Fehierquellen vermieden werden konnen. Im Fall 
mehrerer Testmuster entstehen unterschiedliche Kombinati- 
onsmuster, so dass zusatzliche Information durch optischen 
Vergleich gewonnen werden kann. Es ist des weiteren vor- 
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teilhaft, wenn die Anzahl von Referenzmustern in der 
Gruppe und die Anzahl von Kontrollmustern gleich ist und 
je einem Referenzmuster in der Gruppe je ein Kontrollmu- 
ster eindeutig zugeordnet ist. Beispielsweise konnen dar- 
iiber hinaus die einander eindeutig zugeordneten Kontroll- 
und Referenzmuster auch benachbart auf der zweidimensio- 
nalen Flache des Bebilderungsmediums angeordnet sein, 
Durch eine eindeutige Zuordnung beziehungsweise eine be- 
nachbarte Anordnung kann ein optische Vergleich einfach, 
schnell und bequem ausgefuhrt werden, wenn die Kontroll- 
niuster (Grundmuster) von Testrnustern zu Kombinations- 
mustern iiberdeckt werden, Insbesondere kann durch eine 
einzige Messung, wobei ein erster Teil des Bildfeldes dem 
Kombinationsmuster und ein zweker Teil des Bildfeldes 
dem Referenzmuster zugeordnet sind, der Vergleich durch- 
gefuhrt werden. 

[0016] Ein weiteres vorteilhaftes Merkmal kann dadurch 
gebildet sein, dass die Anzahl von Referenzmustern in der 
Gruppe und die zugeordneten Kontrollmuster im Grundmu- 
ster ungerade sein kann. Dann kann das Testmuster einen er- 
sten Teil der Kontrollmuster mit einem ersten Untermuster, 
einen zwciten Teil der Kontrollmuster nut einem zweiten 
Untermuster und ein Kontrollmuster sowohl vom ersten Un- 
termuster als auch von zweiten Untermuster uberdecken. In 
der Folge entsteht dann am Ort der ersten Untermuster ein 
erstes Kombinationsmuster, am Ort der zweiten Untermu- 
ster ein zweites Kombinationsmuster und am Ort des vom 
ersten und zweiten Untermuster uberdeckten Kontrollmu- 
sters ein drittes Kombinationsmuster. Das erste und das 
zweite Untermuster konnen derart gewahlt sein, dass das er- 
ste Kombinationsmuster genau dann identisch zum von ihm 
uberdeckten zugeordneten Kontrollmuster abweicht, wenn 
das zweite Kombinationsmuster von von diesem uberdeck- 
ten zugeordneten Kontrollmuster ist, und dass das zweite 
Kombinationsmuster genau dann identisch zum von ihm 
uberdeckten zugeordneten Kontrollmuster ist, wenn das er- 
ste Kombinationsmuster von von diesem uberdeckten zuge- 
ordneten Kontrollmuster abweicht. Das dritte Kombinati- 
onsmuster kann entweder mit dem ersten oder mit dem 
zweiten Kombinationsmuster ubereinstimmen. Es ist auf 
diese Weise moglich, eine Vorzeichenerkennung der relati- 
ven Position zwischen erster und zweiter Bebilderungsein- 
richtung durchzufuhren. Auch fiir diese zusatzlichen Merk- 
male kann gelten, dass die Referenzmuster der Gruppe, die 
Kontrollmuster und das Testmuster zweidimensional sind, 
aber in eine der zwei linear unabhangigen Richtungen 
gleichformig oder translationsin variant sind. 
[0017] Es ist besonders vorteilhaft, wenn das Grundmu- 
ster 50% Flachendeckung aufweist, so dass relative Positi- 
onsabweichungen zu kleinen Flachendeckungsveranderun- 
gen in den Mustern ausgehend von 50% Flachendeckung 
fuhren. In diesem Bereich sind Flachendeckungsverande- 
rungen gut und einfach feststellbar. 

[0018] In einer vorteilhaften Ausfuhrungsform weist das 
Grundmuster beziehungsweise die Kontrollmuster, wenn 
das Grundmuster aus einer Gruppe von Kontrollmustern be- 
steht, eine regelmaBige Folge von einer Anzahl belichteter 
und von derselben Anzahl unbelichteter Punkte in eine 
Richtung seiner Ausdchnung auf. Mit anderen Worten, ein 
Muster kann ein Linienraster oder ein Streifenraster sein. 
Die Linien konnen zueinander parallel sein und insbeson- 
dere senkrecht zur Richtung, in der die relative Position be- 
stimmt werden soli, verlaufen, 

[0019] Dartiber hinaus kann des weiteren jedes der Refe- 
renzmuster in der Gruppe von Referenzmustern eine regel- 
maBige Folge von belichteten und unbelichteten Punkten in 
eine Richtung seiner Ausdehnung aufweisen, wobei die Fol- 
gen in einer Periode jeweils eine erste und eine zweite An- 
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zahl belichteter und eine dritte und eine vierte Anzahl unbe- 
lichteter Punkte aufweisen. In vorteilhafter Weise konnen 
auch die Richtungen der Ausdehnungen der Referenzmuster 
in der Gruppe von Referenzmustern zueinander parallel 
5 sein. 

[0020] Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Anzahl der 
Referenzmuster in der Gruppe von untereinander verschie- 
denen Referenzmustern ungerade ist und wenn ein Refe- 
renzmuster der relativen Sollposition, ein erster Teil der 

10 Gruppe von Referenzmustern relativen Positionen, welche 
groBer als die relative Sollposition sind, und ein zweiter Teil 
der Gruppe von Referenzmustern relativen Positionen, wel- 
che kleiner als die relative Sollposition sind, zugeordnet 
sind. In einer ersten Ausfuhrungsform kann fur einen Abso- 

15 lutwert der relativen Position das Referenzmuster aus dem 
ersten Teil der Gruppe identisch zum Referenzmuster aus 
dem zweiten Teil der Gruppe sein. In einer zweiten Ausfuh- 
rungsform kann fur einen Absolutwert der relativen Position 
das Referenzmuster aus dem ersten Teil der Gruppe zum Re- 

20 ferenzmuster aus dem zweiten Teil der Gruppe spiegelsym- 
metrisch zu einer Achse senkrecht zur Ausdehnung eines 
der Referenzmuster sein. 

[0021] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens kann die Gruppe von untereinan- 

25 der verschiedenen Referenzmustern auf dem Bebiiderungs- 
medium geordnet nach den zugeordneten relativen Sollposi- 
tion angeordnet sein. Optional ist weiterhin die Bebilderung 
beziehungsweise Beschriftung der Referenzmuster durch 
eine Skala. Anders ausgedruckt, die Zuordnung eines Refe- 

30 renzmusters zu einer relativen Position oder Positionsabwei- 
chung ist direkt sichtbar auch fur das menschliche Auge. 
Eine geordnete Anordnung ermoglich somit eine schnelle 
und einfache optische Auswertung des Bebilderungsergeb- 
nisses. 

35 [0022] In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens zur Bestimmung der relativen 
Position einer ersten Bebilderungseinrichtung zu einer zwei- 
ten Bebilderungseinrichtung ist, wenn das Bebilderungsme- 
dium in einem Druckwerk zur Bebilderung aufgenommen 

40 ist, vorgesehen, dass das von der ersten und der zweiten Be- 
bilderungseinrichtung bebilderten Bebilderungsmediums 
auf einen Bedruckstoff abgedruckt wird, bevor die Identifi- 
kation ubereinstimmender Flachendeckung, wobei die Iden- 
tification auf dem Bedruckstoff vorgenommen wird, und der 

45 dem identifizierten Referenzmuster der Gruppe zugeordne- 
ten relativen Position, vorgenommen werden. Neben der be- 
sonders bequemen und einfachen Moglichkeit, Messungen 
der Flachendeckung am Bedruckstoff und nicht auf dem im 
Druckwerk aufgenommenen Bebilderungsmediums vorzu- 

50 nehmen zu konnen, hat diese Weiterbildung des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens auch den Vorteil, dass gegebenenfalls 
Einfliisse des Druckwerks auf die Solllage oder relative 
Sollposition der zwei Bebilderungsstrahlen beziehungs- 
weise Bebilderungseinrichtungen zu berucksichtigen, da es 

55 letztiich auf die relative Position eines durch die erste Bebil- 
derungseinrichtung gesetzten Pixels oder Druckpunktes zu 
der Position eines durch die zweite Bebilderungseinrichtung 
gesetzten Pixels oder Druckpunktes im Bild auf dem Be- 
druckstoff ankommt. 

60 [0023] Das erfindungsgemaBe Verfahren, seine vorteilhaf- 
ten Ausfuhrungsformen oder seine vorteilhaften Weiterbil- 
dungen vermeiden einen hohen Arbeits- und Zeitaufwand, 
da eine Bearbeitung des Bebilderungsmediums, Druckform- 
materials, auBerhalb des Druckformbelichters oder des 

65 Druckwerkes und eine Untersuchung unter einem Mikrole- 
segerat oder Hilfsmittel, wie Lupen, Abbildungsoptiken 
oder dergleichen, und erneutes Laden eines Bebilderungs- 
mediums im Gegensatz zum Stand der Technik nicht mehr 
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notwendig ist. 

[0024] Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Bestimmung 
der relativen Position oder der relativen Positionsabwei- 
chung zweier Bebilderungseinrichtungen kann zu einem 
Verfahren zur Positionskorrektur einer ersten Bebilderungs- 5 
einrichtung zu einer zweiten Bebilderungseinrichtung, ge- 
nauer zur Positionskorrektur der Projektionspunkte einer er- 
sten Bebilderungseinrichtung zu Projektionspunkten einer 
zweiten Bebilderungseinrichtung, durch Verandern der rela- 
tiven Position der ersten Bebilderungseinrichtung zur zwei- L0 
ten Bebilderungseinrichtung von einer Istposition auf cine 
Sollposition und/oder durch Verandern der zeitlichen Auslo- 
sung (des An- und Abschaitens) weiterentwickelt werden. In 
diesem erfindungsgemaBen Verfahren zur Positionskorrek- 
tur der Projektionspunkte werden die Flachendeckungen 15 
durch cineMesseinrichtung, beispielsweise cine Photodiode 
oder ein CCD- Array, bestimmt, indem die Intensitat dcs von 
den Kombinationsrnustern und den Referenzmustern reflek- 
tierten Lichtes detektiert und die Messwerte in einer geeig- 
neten Verarbeitungseinheit verglichen werden. Dadurch 20 
wird in elektronischer Form die Identifikation von Kombi- 
nationsmustcrn und Referenzmustern ermoglicht, so dass 
ein Signal zum Verandern der relativen Position der ersten 
Bebilderungseinrichtung zur zweiten Bebilderungseinrich- 
tung und folglich auch zum Verandern der relativen Position 25 
der zugeordneten Projektionspunkte erzeugt werden kann. 
Einerseits kann dieses Signal in Form einer Darstellung fur 
einen Menschen sein, andererseits kann auch vorgesehen 
sein, dass durch eine Aktuatorik die relative Position von ei- 
ner Istposition auf eine Sollposition verandert wird. Alterna- 30 
tiv dazu kann die zeitliche Auslosung der ersten Bebilde- 
rungseinrichtung relativ zur zweiten Bebilderungseinrich- 
tung spater oder fruher als im unkorrigierten Zustand statt- 
finden. 

[0025] Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Positionskor- 35 
rektur der Projektionspunkte kann in der folgenden Weise in 
einer Vorrichtung implementiert sein: Ein Druckformbelich- 
ter mit wenigstens einer ersten und einer zweiten Bebilde- 
rungseinrichtung, welche mittels einer gesteuerten Aktuato- 
rik relativ zum Bebilderungsmedium und/oder zueinander 40 
bewegbar sind, weist eine Steuerungseinheit auf. Der 
Druckforrnbelichter zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Steuerungseinheit eine Elektronik mit einer Speichereinheit 
umfasst, in der ein Computerprogramm zur Positionskorrek- 
tur der ersten Bebilderungseinrichtung mittels der gesteuer- 45 
ten Aktuatorik und/oder mittels einer veranderten zeitlichen 
Auslosung abgelegt ist, wobei das Computerprogramm we- 
nigstens einen funktionellen Abschnitt aufweist, in dem 
Schritte des erfindungsgemaBen Verfahrens zur Positions- 
korrektur durch die Aktuatorik und/oder der zeitlichen Aus- 50 
losung vorgenommen werden. 

[0026] Alternativ dazu, kann eine Implementation auch 
fiir ein Druckwerk oder eine Druckwerksgruppe vorgenom- 
men werden: Ein Druckwerk mit einer ersten und einer 
zweiten Bebilderungseinrichtung beziehungsweise eine 55 
Druckwerksgruppe mit einem ersten Druckwerk, dem eine 
erste Bebilderungseinrichtung zugeordnet ist, und mit einem 
zweiten Druckwerk, dem eine zweite Bebilderungseinrich- 
tung zugeordnet ist, wobei die Bebilderungseinrichtungen 
mittels einer gesteuerten Aktuatorik relativ zum Bebilde- 60 
rungsmedium beziehungsweise zu den Bebilderungsmedien 
bewegbar und/oder zueinander sind, weist eine Steuerungs- 
einheit auf. Das Druckwerk beziehungsweise die Druck- 
werksgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass die Steue- 
rungseinheit eine Elektronik mit einer Speichereinheit um- 65 
fasst, in der ein Computerprogramm zur Positionskorrektur 
der ersten Bebilderungseinrichtung mittels der gesteuerten 
Aktuatorik und/oder Veranderung der zeitlichen Auslosung 
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abgelegt ist, wobei das Computerprogramm wenigstens ei- 
nen funktionellen Abschnitt aufweist, in dem Schritte des 
erfindungsgemaBen Verfahrens zur Positionskorrektur durch 
die Aktuatorik und/oder Veranderung der zeitlichen Auslo- 
sung vorgenommen werden. Eine erfindungsgemaBe Druck- 
maschine - sei es eine Roilen- oder eine Bogendruckma- 
schine -, insbesondere eine Flachdruckmaschine, eine Off- 
setdruckmaschine oder dergleichen, weist wenigstens ein 
erfindungsgemaBes Druckwerk und/oder wenigsten eine er- 
findungsgemaBe Druckwerksgruppe auf. 
[0027] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfuhrungsfor- 
men und Weiterbildungen der Erfindung werden anhand der 
nachfolgenden Figuren sowie deren Beschreibungen darge- 
stelit. Es zeigt im Einzelnen: 

[0028] Fig. 1 eine schematische Darstellung des Aufbau 
eines Musters, wie es im erfindungsgemaBen Verfahren ein- 
gesetzt werden kann, 

[0029] Fig. 2 eine vorteilhafte Ausfuhrungsform der ver- 
wendeten Muster und deren Anordnung fur das erfindungs- 
gemaBe Verfahren, 

[0030] Fig. 3 tibereinander geschriebene Kombinations- 
muster fur eine erste relative Position der ersten zur zweiten 
Bebilderungseinrichtung auf angeordnete Muster und Refe- 
renzmuster der vorteilhaften Ausfuhrungsform gemaB Fig. 
2, 

[0031] Fig. 4 tibereinander geschriebene Kombinations- 
muster fur eine zweite relative Position der ersten zur zwei- 
ten Bebilderungseinrichtung auf angeordnete Muster und 
Referenzmuster der vorteilhaften Ausfuhrungsform gemaB 
Fig. 2, und 

[0032] Fig. 5 eine schematische Draufsicht auf eine 
Druckmaschine mit einer Ausfuhrungsform eines erfin- 
dungsgemaBen Druckwerk mit einer ersten und zweiten Be- 
bilderungseinrichtung, deren relative Position durch die er- 
findungsgemaBe Verfahren bestimmt und korrigiert wird. 
[0033] Die Fig. 1 dient zur Erlauterung des Aufbau eines 
Musters, wie es im erfindungsgemaBen Verfahren eingesetzt 
werden kann. Ein Muster 10 umfasst eine Anzahl von Mu- 
stereinheiten 12. Die Mustereinheiten 12 entsprechen Pixel 
oder Druckpunkten, anders ausgedriickt, eine Mustereinheit 
12 ist ein Bebilderungspunkt, welcher wenigstens durch ei- 
nen Bebilderungsstrahl beziehungsweise eine Bebilderungs- 
einrichtung auf dem Bebilderungsmedium erzeugt wird. Be- 
nachbarte Mustereinheiten 12 haben einen Abstand, welcher 
dem Abstand von Bebilderungspunkten entspricht. In einer 
vorteilhaften Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens werden Muster 10 verwendet, welche durch auf ei- 
nem regelmaBigen und rechtwinkligen Gitter liegenden Mu- 
stereinheiten 12 aufgebaut sind. Beispielhaft sind in der 
Folge von Teilbildern A, B und C der Fig. 1 Muster 10 ge- 
zeigt, welche aus acht mal acht Mustereinheiten 12 quadra- 
tisch aufgebaut sind. Muster 10 konnen auch eine deutlich 
groBere Anzahl von Mustereinheiten 12 aufweisen, in der 
bevorzugten Ausfuhrungsform, welche anhand der Fig. 2 
bis 4 beschrieben wird, 112 mal 112 Mustereinheiten 12. Im 
Teilbild A der Fig. 1 ist zur Vereinfachung der Darstellung 
gezeigt, dass das Muster 10 aus quadratischen Musterein- 
heiten 12 aufgebaut ist, deren Flachenschwerpunkte auf ei- 
nem rechtwinkligen Gitter liegen. Fiir das erfindungsge- 
maBe Verfahren konnen die Mustereinheiten 12 in zwei Zu- 
standen vorliegen: Einem unbebilderten und einem bebil- 
derten Zustand. Der bebilderte Zustand kann entweder 
durch die Bebilderung mit einer ersten Bebilderungseinrich- 
tung oder durch die Bebilderung mit einer zweiten Bebilde- 
rungseinrichtung erreicht werden. Im Teilbild B der Fig. 1 
ist beispielhaft gezeigt, dass die erste, zweite, funfte und 
sechste Spalte von links des Musters 10 durch clie zweite 
Bebilderungseinrichtung bebildert worden sind. Das Muster 
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10 weist nun bebilderter Mustereinheiten 14 auf. Eine wei- 
tere Bebilderung einer bereits bebilderten Mustereinheit 14 
fuhrt zu keiner qualitativen Zustandsanderung im Sinne des 
erfindungsgemaBen Verfahrens. Anders ausgedriickt, eine 
bereits durch die zweite Bebilderungseinrichtung bebilderte 
Mustereinheit 14 andert sich nicht qualitativ, bleibt also be- 
bildert, aufgrund erneuter Bebilderung durch die erste Be- 
bilderungseinrichtung. Nehrnen wir an, dass die erste Bebil- 
derungseinrichtung die zweite und die dritte Spalte von 
links des Musters 10 bebildert. Im Teilbild C der Fig. 1 ist 
nun gezeigt, dass die bebilderten Mustereinheiten 14 in der 
zweite Spalte, welche bereits belichtet waren, keine qualita- 
tive Anderung erfahren haben, wahrend die Mustereinheiten 
12 der dritten Spalte nunmehr bebilderte Mustereinheiten 14 
geworden sind, Anders ausgedriickt, im Teilbild B der Fig. 1 
ist ein Beispiel fur ein Grundmuster oder Kontrollmuster ge- 
zeigt, welches durch Ubcrschreiben in der zwciten und drit- 
ten Spalte des Musters 10 zum im Teilbild C der Fig. 1 ge- 
zeigten Kombinationsmuster wird. 

[0034] Haben die erste und die zweite Bebilderungsein- 
richtung eine relative Sollposition zueinander, so ist beim 
Abtastcn der Obcrflache des Bebilderung smediums im er- 
findungsgemaBen Verfahren gewahrleistet, dass die von der 
ersten Bebilderungseinrichtung geschriebenen Musterein- 
heiten 14 wenigstens eine Teilmenge der von der zweiten 
Bebilderungseinrichtung (Master) geschriebenen Muster- 
einheiten 14 uberdecken. Anders ausgedriickt, Kombinati- 
onsmuster und Grundmuster stimmen uberein; es existiert 
kein Handlungsbedarf. Haben die erste und die zweite Be- 
bilderungseinrichtung dagegen eine relative Istposition zu- 
einander, die von der Sollposition abweicht, so werden beim 
Abtastcn der Obcrflache des Bebilderungsmediums im er- 
findungsgemaBen Verfahren existiert wenigstens eine von 
der ersten Bebilderungseinrichtung geschriebene Muster- 
einheiten 14, welche nicht eine von der zweiten Bebilde- 
rungseinrichtung (Master) geschriebenen Mustereinheiten 
14 uberdeckt. Anders ausgedriickt, Kombinationsmuster 
und Grundmuster stimmen nicht uberein; es existiert Hand- 
lungsbedarf. 

[0035] Die Fig. 2 zeigt eine vorteilhafte Ausfuhrungsform 
der verwendeten Muster und deren Anordnung fur das erfln- 
dungsgemaBe Verfahren. Die Fig. 2 weist einen linken und 
einen rechten Teil auf, wobei der rechte Teil eine Aus- 
schnittsvergroBerung des linken ist. In dieser vorteilhaften 
Ausfuhrungsform werden, wie im linken Teil dargestellt, 
dem erfindungsgemaBen Verfahren funfzehn Referenzmu- 
ster 16 und funfzehn Kontrollmuster (Grundmuster 18) zu- 
grunde gelegt. Referenzrnuster 16 und Grundmuster 18 wer- 
den im erfindungsgemaBen Verfahren von der zweiten Be- 
bilderungseinrichtung, dem Master, bebildert. Jedem Refe- 
renzrnuster 16 ist ein Kontrollmuster 18 zugeordnet, so dass 
funfzehn Blocke existieren. Es ist eine Skala 20 vorgesehen, 
welche ebenfalls bebildert wird, welche die funfzehn Blocke 
beschriftet, und die eindeutigc Zuordnung jedes Referenz- 
musters 16 zu einer relativen Position visualisiert. Dieses 
Vorgehen ist insbesondere vorteilhaft fur die Messung bzw 
Uberprtifung auf einem vom Bebilderung smedium abgezo- 
genen Bedruckstoff . In dieser Ausfuhrungsform weisen die 
Muster 112 mal 112 Mustereinheiten 12 auf. Benachbarte 
Mustereinheiten 12 haben, von Flachenschwerpunkt zu Fla- 
chenschwerpunkt gesehen, einen Abstand von 10 um. Die 
Muster entsprechen einem Raster von 60 Linien pro Zenti- 
meter bei einer Adressierung von 1000 Linien pro Zentime- 
ter. 

[0036] In dieser Ausfuhrungsform unterscheiden sich die 
Referenzrnuster 16 derart voneinander, dass durch die Fla- 
chendeckung der beim Uberschreiben der Kontrollmuster 
(Grundmuster 18) durch ein Testmuster erzeugten Kombi- 



nationsmuster Abstandsanderungen von 5 um sichtbar be- 
ziehungsweise messbar gemacht werden konnen. Die 
Blocke umfassen Referenzrnuster 16 und Grundmuster 18, 
welche durch Linienraster gebildet werden, die in Richtung 

5 senkrecht zur Richtung, in der die relative Position zu be- 
stimmen ist, gleichfbrmig sind. Das Linienraster fiir das 
Grundmuster 18, also alle Kontrollmuster, ist regelmaBig 
aufgebaut: Es weist Spalten bebildeter und unbebildeter 
Mustereinheiten 12 auf. In der Fig. 2 ist gezeigt, dass, von 

to links nach rechts gesehen, abwechseln acht Spalten bebil- 
dert und acht Spalten unbebildert sind. Das Grundmuster 
weist damit 50% Flachendeckung auf. 
[0037] Die Referenzrnuster 16 sind in einen ersten, hier 
oberen Teil und in einen zweiten, hier unteren Teil und in ein 

15 zentrales Referenzrnuster fur die Sollposition 22 einzuord- 
nen. Das zentrale Referenzrnuster fiir die Sollposition 22 
hat, von links nach rechts gesehen, abwechseln acht Spalten 
bebildert und acht Spalten unbebildert, also wie das Grund- 
muster 18 eine Flachendeckung von 50% auf weist. Dieses 

20 zentrale Referenzrnuster 22 ist der relativen Position 0 um, 
genauer einer Abweichung 0 um von der relativen Sollposi- 
tion, wie auch aus der Skala 20 ersichtlich, zugeordnet. Im 
ersten, hier oberen Teil sind Referenzrnuster 16 geordnet an- 
geordnet, welchen die relativen Positionen -5.0 um, - 

25 10.0 um, -15.0 urn, -20.0 um, -25.0 um, -30.0 um und 
-35.0 um zugeordnet und in der Skala 20 wiedergegeben 
sind. In Schritten von 3,125% nimmt von benachbartem Re- 
ferenzrnuster zu Referenzrnuster die Flachendeckung (Ton- 
wert) bis 71,875% fur -35,0 um zu. Diese Flachendek- 

30 kungszunahme wird folgendermaBen erreicht. 

[0038] Betrachtet man das Referenzrnuster 16 fur eine be- 
stimmte relative Position, so unterscheidet sich das Refe- 
renzrnuster 16 fur die relative Position des nachsten Schrit- 
tes, also der bestimmten relativen Position minus 5.0 um, 

35 dadurch, dass eine weitere Spalte von Mustereinheiten 12 
auch durch die zweite Bebilderungseinrichtung bebildert ist. 
Die angeordnete Folge, ausgehend vom zentralen Referenz- 
rnuster 16 mit 50% Flachendeckung wird in der in Fig. 2 
aufgezeigten vorteilhaften Ausfuhrungsform durch Varia- 

40 tion einer Vier-Spalten-Periodizitat wie folgt gebildet: Fiir 
0 um acht bebildert, acht unbebildert, acht bebildert, acht 
unbebildert; fur -5.0 um acht bebildert, acht unbebildert, 
neun bebildert, sieben unbebildert; -10.0 um neun bebildert, 
sieben unbebildert, neun bebildert, sieben unbebildert; 

45 -15.0 um neun bebildert, sieben unbebildert, zehn bebildert, 
sechs unbebildert; -20.0 um zehn bebildert, sechs unbebil- 
dert, zehn bebildert, sechs unbebildert; -25.0 um zehn bebil- 
dert, sechs unbebildert, elf bebildert, fiinf unbebildert; 
-30.0 um elf bebildert, fiinf unbebildert, elf bebildert, fiinf 

50 unbebildert; und -35.0 um elf bebildert, fiinf unbebildert, 
zwolf bebildert, vier unbebildert. Durch die Vier-Spalten- 
Periodizitat, in welcher nur ein Anteil der Flachendeckung 
der Referenzrnuster 16 von einer relativen Position zu nach- 
sten relativen Position um 3,125% verandert wird, ist es 

55 moglich relative Positionsabweichung, welche feiner oder 
kleiner als der Abstand der Mustereinheiten 12 ist, erkenn- 
bar zu machen, insbesondere hier die Halfte des Abstandes 
benachbarter Mustereinheiten 12: MessgroBe ist die inte- 
grate Flachendeckung des Kombinationsmusters, welche 

60 zur integralen Flachendeckung der Referenzrnuster 16 ver- 
glichen wird. 

[0039] Die Referenzrnuster im zweiten, hier unteren Teil 
sind geordnet angeordnet und sind den relativen Positionen 
5.0 um, 10.0 um, 15.0 um, 20.0 um, 25.0 um, 30.0 urn und 
65 35.0 um zugeordnet, wie es auch in der Skala 20 wiederge- 
geben ist. In dieser vorteilhaften Ausfuhrungsform sind die 
zwei Referenzrnuster 16, welche zwei relativen Position zu- 
geordnet sind, deren Absolutwert ubereinstimmt, gleich und 
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folgen der oben fur den ersten Teil naher ausgefuhrten Vier- 
Spalten-Periodizitat. 

[0040] Fur den Fachmann ist unter Kenntnis des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens klar, dass sich eine Steigerung 
der Empfindlichkeit beziehungsweise der Verkleinerung der 5 
Schrittweite relativer Positionen durch eine Erhdhung der 
Rasterfrequenz der Linien in der Gruppe der Referenzmu- 
ster 16 und der Kontrollmuster 18 (Grundmuster), anders 
ausgedruckt, des Abstandes der Mustereinheiten 12, erreicht 
werden kann. Also beispielsweise vier Streifen belichtet und to 
vier unbelichtet. Die Muster entsprechen dann einem Raster 
von 120 Linien pro Zentimeter bei einer Adressierung von 
1000 Linien pro Zentimeter. 

[0041] Es ist des weiteren klar, dass im erfindungsgema- 
Ben Verfahren eine Verfeinerung der Schrittweite relativer 15 
Positionen bei einem bestimmten Abstand der Musterein- 
heiten 12 durch eine anderc Anzahl von Streifen in der Peri- 
odizitat der Streifenabfoige erreicht werden kann: Beispiels- 
weise kann durch eine Sechs-Streifen-Periodizitat derRefe- 
renzmuster 16, welche in analoger Weise wie oben fur die 20 
Vier-Streifen-Periodizitat beschrieben, jeweils in Permuta- 
tion die belichtetcn Streifen verbreitcrt, cine geordncte 
Folge von Referenzmustern 16 erzeugt werden, die es er- 
moglichen, relative Positionsabweichungen von einem Drit- 
tel des Abstandes benachbarter Mustereinheiten 12 zu vi- 25 
sualisieren beziehungsweise messbar zu machen. Fur in Per- 
mutation verbreitcrte 2 n-Slrei fen-Peri odizitatcn gilt im all- 
gemeinen, dass 1/n des Abstandes benachbarter Musterein- 
heiten messbar wird, wobei n eine natiirliche Zahl groBer 
oder gleich zwei ist. 30 
[0042] Anhand der Fig. 3 und 4 sei erlautert, wie durch 
Uberdeckung der Kontrollmuster (Grundmuster) mil einem 
Testmustcr, wodurch Kombinationsmuster entstehen, rela- 
tive Positionen der ersten Bebilderungseinrichtung zur 
zweiten Bebilderungseinrichtung messbar werden: Bei un- 35 
terschiedlichen relativen Positionen der zwei Bebilderungs- 
einrichtungen zueinander entstehen unterschiedliche Kom- 
binationsmuster, dcren Flachendeckung bestimmt (gemes- 
sen) und mit der Flachendeckung der Referenzmuster ver- 
glichen wird. 40 
[0043] Das Testmuster hat in dieser vorteilhaften Ausfuh- 
rungsform die folgende Eigenschaft: Die sieben Kontroll- 
muster, welche den Referenzmustern 16 des ersten, oberen 
Teils zugeordnet sind, werden durch ein Testmuster von 112 
mal 112 Mustereinheiten mittels der ersten Bebilderungsein- 45 
richtung uberschrieben, welches eine Zwei-Streifen-Peri- 
odizitat mit vier belichteten und zwolf unbelichteten Spalten 
hat. Das zentrale Kontrollmuster, welches dem Referenzmu- 
ster fiir die Sollposition zugeordnet ist, wird durch ein Test- 
muster von 112 mal 112 Mustereinheiten mit einer Zwei- 50 
Streifen-Periodizitat von acht belichteten und acht unbelich- 
teten Spalten uberschrieben. Die sieben Kontrollmuster, 
welche den Referenzmustern 16 des zweiten, unteren Teils 
zugeordnet sind, werden durch ein Testmustcr von 112 mal 
1 12 Mustereinheiten mittels der ersten Bebilderungseinrich- 55 
tung uberschrieben, welches eine Periodizitat mit vier unbe- 
lichtete, vier belichtete und acht unbelichtete Spalten hat, 
also eine im Vergleich zum Testmuster uber den ersten, obe- 
ren Teil um vier Spalten versetzte Zwci-Streifcn-Pcriodizitat 
aufweist. 60 
[0044] Das Testmuster wird von der ersten Bebilderungs- 
einrichtungen derart geschrieben, dass eine Ansteuerung der 
Pixel (Mustereinheiten) erfolgt, als ob die relative Position 
der ersten zur zweiten Bebilderungseinrichtungen die Soli- 
position ware. Anders ausgedruckt, wenn die relative Istpo- 65 
sition, also der Istabstand, zwischen den beiden Bebilde- 
rungseinrichtungen die relative Sollposition, also der Soll- 
abstand, ist, dann erfolgt eineBebilderung eines bestimmten 
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Musterelementes des Testmusters (bestimmte Spalte, be- 
stimmte Zeile) zu einem Zeitpunkt, an dem die Projektion 
des Bebilderungsstrahls der ersten Bebilderungseinrichtung 
an demjenigen Koordinatenpunkt auf der Oberflache des 
Bebilderungsmediums zu liegen kommt, an dem zu einem 
anderen vorhergehenden Zeitpunkt die Bebilderung der Mu- 
stereinheit des Kontrollmusters (Grundmusters) in dersel- 
ben bestimmten Spalte und derselben bestimmten Zeile er- 
folgt ist. Die Kontrollmuster liegen also in einem Gebiet der 
Oberflache des Bebilderungsmediums, welches sowohl von 
der ersten als auch von der zweiten Bebilderungseinrichtung 
beziehungsweise der Projektionen ihrer Bebilderungsstrah- 
len uberstrichen werden kann, so dass Testmuster uber die 
Kontrollmuster zur Erzeugung von Kombinationsmustem 
geschrieben werden konnen, Wie sich der Fachmann schnell 
vergegenwartigen kann, wird einerseits fur den Fall gleich- 
laufigen Bewegung beider Bebilderungseinrichtungen bei 
festem Abstand dieses Uberlappungsgebiet von der ersten 
Bebilderungseinrichtung erreicht, wenn diese in einen Be- 
reich, der vorher von der zweiten Bebilderungseinrichtung 
beschrieben wurde, zu einem spateren Zeitpunkt hineinge- 
langt, oder ein Uberlappungsgebiet kann andererseits fur 
den Fall voneinander unabhangiger Bewegungen beider Be- 
bilderungseinrichtungen, also bei durch geeignete Aktuato- 
rik bei der Bebilderung veranderbarem Abstand, durch iiber- 
lappende Amplituden der Einzelbewegungen der Bebilde- 
rungseinrichtungen definiert sein. 

[0045] Die Fig. 3 bezieht sich schematisch auf ubereinan- 
der geschriebene Kombinationsmuster fur eine erste, von 
der Sollposition abweichende relative Position der ersten 
zur zweiten Bebilderungseinrichtung auf angeordnete Mu- 
ster und Referenzmuster der vorteilhaften Ausfuhrungsform 
gcmaB Fig. 2. Die Fig. 3 weist einen linken und einen rech- 
ten Teil auf, wobei der rechte Teil eine AusschnittsvergroBe- 
rung des linken ist. Im linken Teil sind die schon in Fig. 2 er- 
scheinenden funfzehn Referenzmuster 16 und die Skala 20 
gezeigt. Die funfzehn Kontrollmuster (Grundmuster) 18 aus 
Fig. 2 sind nun durch das Testmuster, wie oben naher be- 
schrieben, welches von der ersten Bebilderungseinrichtung, 
deren relative Position zur zweiten Bebilderungseinrichtung 
(Master) zu bestimmen ist, geschrieben worden ist, iiber- 
deckt worden, so dass funfzehn Kombinationsmuster 24 
entstanden sind. Es existieren damit funfzehn Blocke mit je 
einem Referenzmuster 16 und einem Kombinationsmuster 
24 fiir eine zugeordnete relative Position. Da in diesem Bei- 
spiel der Fig. 3 die erste relative Position der Bebilderungs- 
einrichtungen zueinander von der relativen Sollposition ab- 
weicht, ist das Testmuster bei einer Ansteuerung der ersten 
Bebilderungseinrichtung zum Schreiben der Pixel (Muster- 
einheiten), als ob die relative Position der ersten zur zweiten 
Bebilderungseinrichtungen die Sollposition ware, um die er- 
ste relative Position (Abweichung der ersten Position von 
der Sollposition) versetzt zur Lage der Kontrollmuster 
(Grundmuster) 18 auf dem Bebilderung smedium. 
[0046] Im Beispiel der Fig, 3 ergeben sich fiir dlie erste 
Position die folgenden Kombinationsmuster 24: Eine erste 
Untermenge der Kombinationsmuster 210 bleibt unveran- 
dert, da von der ersten Bebilderungseinrichtung nur Muster- 
einheiten bebildert werden, welche bereits von der zweiten 
Bebilderungseinrichtung bebildert worden sind. We anhand 
der Fig. 1 dargestellt, ergibt sich keine qualitative Anderung 
der Mustereinheiten durch eine erneute Bebilderung. Eine 
zweite Untermenge der Kombinationsmuster 212 dagegen 
weist nun eine veranderte Zwei-Streifen-Periodizitat auf: 
zehn belichtete und sechs unbelichtete Streifen. Im rechten 
Teil der Fig. 3 ist eine AusschnittsvergroBerung der Blocke 
von Referenzmuster 16 und Kombinationsmuster 24 fiir die 
relativen Positionen 15.0 um, 20.0 um und 25.0 um nebst 
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Skala 20 gezeigt. Durch optische Bestimmung beziehungs- 
weise Messung der Flachendeckung zeigt sich, dass die Fla- 
chendeckung eines ersten identifizierten Kombinations mu- 
ster 26 mit der Flachendeckung eines Referenzmusters 28 
(zehn belichtet, sechs unbelichtet, zehn belichtet, sechs un- 5 
belichtet) ubereinstimmt, so dass gefolgert werden kann 
bzw. innerhalb einer eleklronischen oder informationstech- 
nischen Verarbeitungseinheit ein Signal generiert werden 
kann, dass das Referenzmuster 28 dem ersten identifizierten 
Kombinationsmuster 26 entspricht. Eine Identifikation des 10 
Referenzmusters 28 hat stattgefunden, und aufgrund der ein- 
deutigen Zuordnung zu der relativen Position (Abweichung) 
ist diese bestimmt. Im Beispiel der Fig. 3 handelt es sich um 
die relative Position 20.0 um. Mittels des angegebenen Ver- 
fahrens, beispielsweise in dieser vorteilhaften Ausfuhrungs- 15 
fonn, ist also sowohl der Betrag als auch die Richtung der 
Abweichung bcstimmbar. 

[0047] Die Fig. 4 beschreibt schematisch tibereinander 
geschriebene Kombinationsmuster fur eine zweite, von der 
Sollposition abweichende relative Position der ersten zur 20 
zweiten Bebilderungseinrichtung auf angeordnete Muster 
und Referenzmuster der vorteilhaften Ausfuhrungsform ge- 
maB Fig. 2. Die Fig. 4 weist einen linken und einen rechten 
Teil auf, wobei der rechte Teil eine AusschnittsvergroBerung 
des linken ist. Im linken Teil sind die schon in Fig. 2 erschei- 25 
nenden funfzehn Referenzmuster 16 und die Skala 20 ge- 
zeigt. Die funfzehn Kontrollmuslcr (Grundmuster) 18 aus 
Fig. 2 sind nun durch das Testmuster, wie oben naher be- 
schrieben, welches von der ersten Bebilderungseinrichtung, 
deren relative Position zur zweiten Bebilderungseinrichtung 30 
(Master) zu bestimmen ist, geschrieben worden ist, iiber- 
decki worden, so dass funfzehn Kombinationsmuster 24, 
wclchc abweichend von denjenigen fiir die erste Position 
gemaB Fig. 3, entstanden sind. Da in diesem Beispiel der 
Fig. 4 die zweite relative Position der Bebilderungseinrich- 35 
tungen zueinander von der relativen Sollposition abweicht, 
ist das Testmuster bei einer Ansteuerung der ersten Bebilde- 
rungseinrichtung zum Schreiben der Pixel (Mustereinhci- 
ten), als ob die relative Position der ersten zur zweiten Be- 
bilderungseinrichtungen die Sollposition ware, um die erste 40 
relative Position (Abweichung der ersten Position von der 
Sollposition) versetzt zur Lage der Kontrollmuster (Grund- 
muster) 18 auf dem Bebilderungsmedium. 
[0048] Im Beispiel der Fig. 4 ergeben sich fiir die zweite 
Position die folgenden Kombinationsmuster 24: Eine dritte 45 
Untermenge der Kombinationsmuster 218 weist nun eine 
veranderte Zwei-Streifen-Periodizitat auf: neun belichtete 
und sieben unbelichtete Streifen. Eine vierte Untermenge 
der Kombinationsmuster 220 dagegen bleibt unverandert, 
da von der ersten Bebilderungseinrichtung nur Musterein- 50 
heiten bebildert werden, welche bereits von der zweiten Be- 
bilderungseinrichtung bebildert worden sind. Wie anhand 
der Fig. 1 dargestellt, ergibt sich keine qualitative Anderung 
der Mustereinheiten durch cine erneute Bebilderung. Im 
rechten Teil der Fig. 4 ist eine AusschnittsvergroBerung der 55 
Biocke von Referenzmuster 16 und Kombinationsmuster 24 
nun fiir die relativen Positionen -15.0 um, -10.0 um und 
-5.0 um nebst Skala 20 gezeigt. Durch optische Bestim- 
mung beziehungsweise Messung der Flachendeckung zeigt 
sich, dass die Flachendeckung eines zweiten identifizierten 60 
Kombinationsmuster 214 mit der Flachendeckung eines Re- 
ferenzmusters 216 (neun belichtet, sieben unbelichtet, neun 
belichtet, sieben unbelichtet) ubereinstimmt, so dass gefol- 
gert werden kann bzw. innerhalb einer eleklronischen oder 
informationstechnischen Verarbeitungseinheit ein Signal 65 
generiert werden kann, dass das Referenzmuster 216 dem 
zweiten identifizierten Kombinationsmuster 214 entspricht. 
Eine Identifikation des Referenzmusters 216 hat stattgefun- 
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den, und aufgrund der eindeutigen Zuordnung zu der relati- 
ven Position (Abweichung) ist diese bestimmt. Im Beispiel 
der Fig. 3 handelt es sich um die relative Position -10.0 um. 
Mittels des angegebenen Verfahrens, beispielsweise in die- 
ser vorteilhaften Ausfuhrungsform, ist also sowohl der Be- 
trag als auch die Richtung der Abweichung, in diesem Fall 
der Fig. 4 entgegengesetzt zur Fig. 3, bestimmbar. 
[0049] Die Fig. 5 ist eine schematische Draufsicht auf 
eine Druckmaschine mit einer Ausfuhrungsform eines erfin- 
dungsgemaBen Druckwerk mit einer ersten und zweiten Be- 
bilderungseinrichtung, deren relative Position durch die er- 
findungsgemaBe Verfahren bestimmt und korrigiert wird. 
Innerhalb einer Druckmaschine 50 ist ein Druckwerk 52 
vorgesehen, in welchem ein Bebilderungsmedium 54 be- 
schriftet oder bebildert werden kann (Direct Imaging Druck- 
werk oder On Press Bebilderung). Eine erste Bebilderungs- 
einrichtung 56 und eine zweite Bebilderungseinrichtung 58 
sind dem Bebilderungsmedium 54 zugeordnet und weisen 
eine relative Position 510 zueinander auf. Eine Translation 
514 der ersten Bebilderungseinrichtung 56 und eine Transla- 
tion 516 der zweiten Bebilderungseinrichtung 58 sind je- 
weils durch einen Doppelpfeil symbolisicrt. In anderen 
Worten ausgedruckt, die erste und die zweite Bebilderungs- 
einrichtung 56, 58 sind in dieser Ausfuhrungsform sowohl 
relativ zur Oberflache des Bebilderungsmediums als auch 
zueinander bewegbar. Zur Erzeugung dieser Bewegungen 
umfasst das erfindungsgemaBe Druckwerk 52 einen Linear- 
antrieb 516 mit einer geeigneten Aktuatorik 518 fur die erste 
und die zweite Bebilderungseinrichtung 56, 58. Die Aktua- 
torik 518 ist mit einer Steuerungseinheit 520 verkniipft. Die 
Steuerungseinheit 520 weist eine Speichereinheit 522 auf, in 
welcher ein Computerprogramm abgelcgt ist, welches we- 
nigstens einen Abschnitt aufweist, in dem Verfahrens- 
schritte zur Positionskorrektur, welche die Schritte des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens zur Bestimmung der relativen 
Position der ersten zur zweiten Bebilderungseinrichtung 56, 
58 umfasst, abgearbeitet werden. Alternativ zu einem Com- 
puterprogramm in einer Speichereinheit 522 kann auch eine 
elektronische Schaltung vorgesehen sein, welche dieselben 
logischen Operationen durchfuhren kann. 
[0050] Das Bebilderungsmedium 54 ist um eine Dreh- 
achse 524 rotierbar, wofur ein geeigneter, hier nicht gezeig- 
ter Antrieb vorgesehen ist. Durch die Rotation um die Dreh- 
achse 524 und die Translationen 512, 514 im wesentlichen 
parallel zur Drehachse 524, konnen alle zu bebilderten Ko- 
ordinatenpunkte auf der Oberflache des Bebilderungsmedi- 
ums 54 von wenigstens einer der zwei Bebilderungseinrich- 
tungen 56, 58 erreicht werden. Mit Hilfe einer Messeinrich- 
tung 526, welche entlang des Verfahrweges 528 mit einem 
hier nicht gezeigten Antrieb translatiert, angedeutet durch 
den Doppelpfeil 530, werden konnen die Flachendeckungen 
verschiedener, von den Bebilderungseinrichtungen ge- 
schriebenen Mustern beispielsweise direkt auf dem Bebilde- 
rungsmedium oder auf einem Bedruckstoff, auf welchen das 
geschriebene Bild im Druckwerk 52 abgedruckt wurde, be- 
stimmt werden. Die Messeinrichtung 530 ist mit der Steue- 
rungseinheit 520 verkniipft, so dass die gewonnene Infor- 
mation tiber die relative Istposition fur die Positionskorrek- 
tur, sci es iibcr die gesteuerte Aktuatorik, iiber eine die Ver- 
anderung der zeitlichen Auslosung oder iiber beide dieser 
MaBnahmen, verarbeitet werden kann. 

BEZUGSZEICHENLISTE 

10 Muster 

12 Mustereinheit 

14 bebilderte Mustereinheit 

16 Referenzmuster 
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18 Grundmuster 
20 Skala 

22 Referenzmuster fur Sollposition 
24 Kombinationsmuster 

26 erstes identifiziertes Kombinationsmuster 5 

28 Referenzmuster der ersten Istposition 

210 erste Untermenge der Kombinationsmuster 

212 zweite Untermenge der Kombinationsmuster 

214 zweites identifiziertes Kombinationsmuster 

216 Referenzmuster der zweiten Istposition to 

218 drittc UnLermenge der Kombinationsmuster 

220 vierte Untermenge der Kombinationsmuster 

50 Druckmaschine 

52 Druckwerk 

54 Bebilderungsmedium 15 
56 erste Bebilderungseinrichtung 
58 zweite Bebilderungseinrichtung 
510 relative Position 

512 Translation der ersten Bebilderungseinrichtung 

514 Translation der zweiten Bebilderungseinrichtung 20 

516 Linearantrieb 

518 Aktuatorik 

520 Steuerungseinheit 

522 Speichereinheit 

524 Drehachse des Bebilderungsmediurns 25 

526 Messeinrichtung 

528 Verfahrweg der Messeinrichtung 

530 Translation der Messeinrichtung 

Patentanspriiche 30 

1. Vcrfahren zur Bestimmung der rclativen Position 
(510) ciner ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) durch Bebil- 
derung eines zugeordneten Bebilderungsmediurns 35 
(54), gekennzeichnet durch: 

Bebildern einer Gruppe von untereinander verschiede- 
nen Rcferenzmustern (16) und eines Grundmusters 
(18) durch die zweite Bebilderungseinrichtung (58), 
wobei jedes Referenzmuster (16) der Gruppe eindeutig 40 
einer relativen Position zugeordnet ist; 
Bebildern wenigstens eines Testmusters durch die erste 
Bebilderungseinrichtung iiber das Grundmuster, so 
dass ein Kombinationsmuster (24) entsteht; 
Identifizieren eines Referenzmusters (16) der Gruppe, 45 
dessen Flachendeckung mit der Flachendeckung des 
Kombinationsmusters (24) ubereinstimmt; 
Identifizieren der rclativen Position (510), welche dem 
identifizierten Referenzmuster (16) der Gruppe zuge- 
ordnet ist. 50 

2. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Referenz- 
muster (16) der Gruppe, das Grundmuster (18) und das 55 
Testmuster zweidimensional, aber in eine der zwei li- 
near unabhangigen Richtungen gleichformig sind. 

3. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) ciner ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB An- 60 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Grundmu- 
ster (18) aus einer Gruppe von untereinander gleichen 
Kontrollmustern besteht. 

4. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 65 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB An- 
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl von 
Referenzmustern (16) in der Gruppe und die Anzahl 
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von Kontrollmustern gleich ist und je einem Referenz- 
muster (16) in der Gruppe je ein Kontrollmuster ein- 
deutig zugeordnet ist. 

5. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB An- 
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die einander 
zugeordneten Referenzmuster (16) in der Gruppe und 
Kontrollmuster auf der Flache des Bebilderungsmedi- 
urns (54) benachbart angeordnet sind. 

6. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB An- 
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl von 
Referenzmustern (16) in der Gruppe ungerade ist und 
dass das Testmuster einen ersten Teil der Kontrollmu- 
ster mit einem ersten Untermuster, einen zweiten Teil 
der Kontrollmuster mit einem zweiten Untermuster 
und ein Kontrollmuster sowohl vom ersten Untermu- 
ster als auch von zweiten Untermuster uberdeckt wird. 

7. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB An- 
spruch 2, 3, 4, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Referenzmuster (16) der Gruppe, die Kontrollmu- 
ster und das Testmuster zweidimensional sind, aber in 
eine der zwei linear unabhangigen Richtungen gleich- 
formig sind. 

8. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB ei- 
nem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Grundmuster (18) 50% Flachendek- 
kung aufweist. 

9. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB ei- 
nem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Grundmuster (18) eine regelmaBige 
Folge von einer Anzahl belichteter und von derselben 
Anzahl unbelichteter Punkte in eine Richtung seiner 
Ausdehnung aufweist. 

10. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB ei- 
nem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass jedes der Referenzmuster (16) in der 
Gruppe von Referenzmustern (16) eine regelmaBige 
Folge von belichteten und unbelichteten Punkten in 
eine Richtung seiner Ausdehnung aufweist, wobei die 
Folgen in einer Periode jeweils eine erste und eine 
zweite Anzahl belichteter und eine dritte und eine 
vierte Anzahl unbelichteter Punkte aufweisen. 

11. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB An- 
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Richtun- 
gen der Ausdehnungen der Referenzmuster (16) in der 
Gruppe von Referenzmustern (16) zueinander parallel 
sind. 

12. Verfahren zur Besummung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB ei- 
nem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Anzahl der Referenzmuster (16) in 
der Gruppe von untereinander verschiedenen Refe- 
renzmustern (16) ungerade ist und dass ein Referenz- 
muster (16) der relativen Sollposition, ein erster Teil 
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der Gruppe von Mustern relativen Positionen, welche 
groBer als die relative Sollposition sind, und ein zwei- 
ter Teil der Gruppe von Mustern relativen Positionen, 
welche kleiner als die relative Sollposition sind, zuge- 
ordnet sind. 5 

13. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB An- 
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass fiir einen Ab- 
solutwert der relativen Position das Referenzmuster 10 
(16) aus dern ersten Teil der Gruppe identisch zum Re- 
ferenzmuster (16) aus dem zweiten Teil der Gruppe ist. 

14. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB An- 15 
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass fur einen Ab- 
solutwert der relativen Position das Referenzmuster 
(16) aus dem ersten Teil der Gruppe zum Referenzmu- 
ster (16) aus dem zweiten Teil der Gruppe spiegelsym- 
metrisch zu einer Achse senkxecht zur Ausdehnung ei- 20 
nes der Referenzmuster (16) ist. 

15. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB ei- 
nem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, dass die Gruppe von untereinander verschie- 
denen Referenzmustern (16) auf dem Bebildcrungsme- 
dium (54) geordnet nach den zugeordneten relativen 
Sollposition angeordnet sind. 

16. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 30 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) gemaB ei- 
nem der vorstehenden Anspriiche, wobei das Bebilde- 
rungsmedium (54) in einem Druckwerk (52) aufge- 
nommen ist, gekennzeichnet durch: f Abdrucken des 35 
von der ersten und der zweiten Bebilderungseinrich- 
tung (56, 58) bebilderten Bebilderungsmediums (54) 
auf einen Bedruckstoff vor Identification ubereinstim- 
mender Flachendeckung, wobei die Identification auf 
dem Bedruckstoff vorgenommen wird, und der dem 40 
identifizierten Referenzmuster (16) der Gruppe zuge- 
ordneten relativen Position. 

17. Verfahren zur Bestimmung der relativen Position 
(510) einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) zu ei- 
ner zweiten Bebilderungseinrichtung (58) durch Bebil- 45 
derung eines der ersten Bebilderungseinrichtung (56) 
zugeordneten ersten und eines der zweiten Bebilde- 
rungseinrichtung (58) zugeordneten zweiten Bebilde- 
rungsmediums (54), gekennzeichnet durch: 

Bebildern einer Gruppe von untereinander verschiede- 50 
nen Referenzmustern (16) und eines Grundmusters 
(18) durch die zweite Bebilderungseinrichtung (58) auf 
dem der zweiten Bebilderungseinrichtung (58) zuge- 
ordneten zweiten Bebilderungsmediums (54), wobei 
jedes Referenzmuster (16) der Gruppe eindeutig einer 55 
relativen Position zugeordnet ist; 
Bebildern wenigstens eines Testmusters durch die erste 
Bebilderungseinrichtung (56) auf dem der ersten Bebil- 
derungseinrichtung (56) zugeordneten ersten Bebilde- 
rungsmediums; 60 
Abdrucken der von der ersten und der zweiten Bebilde- 
rungseinrichtung (56, 58) bebilderten ersten und zwei- 
ten Bebilderungsmedien (54) auf einen Bedruckstoff 
derart, dass das durch die erste Bebilderungseinrich- 
tung (56) bebilderte Testmuster iiber das Grundmuster 65 
abgedruckt wird, so dass ein Kombinationsmuster (24) 
entsteht; 

Identifizieren eines Referenzmusters (16) der Gruppe, 



dessen Flachendeckung mit der Flachendeckung des 
Kombinationsmusters (24) iibereinstimmt; 
Identifizieren der relativen Position (510), welche dem 
identifizierten Referenzmuster (16) der Gruppe zuge- 
ordnet ist. 

18. Verfahren zur Positionskorrektur eines Projekti- 
onspunktes einer ersten Bebilderungseinrichtung (56) 
zu einem Projektionspunkt einer zweiten Bebilde- 
rungseinrichtung (58) durch Verandern der relativen 
Position (510) und/oder durch Verandern der zeitlichen 
Auslosung der ersten Bebilderungseinrichtung (56) zur 
zweiten Bebilderungseinrichtung (58) von einer Istpo- 
sition auf eine Sollposition, gekennzeichnet durch eine 
Bestimmung der Istposition durch ein Verfahren gemaB 
einem der vorstehenden Anspriiche, wobei die Fla- 
chendeckungen durch eine Messeinrichtung (526) be- 
stimmt wcrden. 

19. Druckformbelichter mit einer ersten und einer 
zweiten Bebilderungseinrichtung (56, 58), welche mit- 
tels einer gesteuerten Aktuatorik (518) relativ zum Be- 
bilderungsmedium (54) und/oder zueinander bewegbar 
sind, und einer Steuerungseinheit (520), dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Steuerungseinheit (520) eine 
Elektronik mit einer Speichereinheit (522) umfasst, in 
der ein Computerprogramm zur Positionskorrektur der 
ersten und der zweiten Bebilderungseinrichtung (56, 
58) mittels der gesteuerten Aktuatorik (518) und/oder 
mittels Veranderung der zeitlichen Auslosung durch 
ein Verfahren gemaB Anspruch 18 abgelegt ist. 

20. Druckwerk (52) mit einer ersten und einer zweiten 
Bebilderungseinrichtung (56, 58), welche mittels einer 
gesteuerten Aktuatorik (518) relativ zum Bebilde- 
rungsmedium (54) bewegbar und/oder zueinander sind, 
und einer Steuerungseinheit (520), dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Steuerungseinheit (520) eine Elek- 
tronik mit einer Speichereinheit (522) umfasst, in der 
ein Computerprogramm zur Positionskorrektur der er- 
sten Bebilderungseinrichtung (56, 58) mittels der ge- 
steuerten Aktuatorik (518) und/oder mittels Verande- 
rung der zeitlichen Auslosung durch ein Verfahren ge- 
maB Anspruch 18 abgelegt ist. 

21. Druckwerksgruppe mit einem ersten Druckwerk, 
dem eine erste Bebilderungseinrichtung (56) zugeord- 
net ist, und mit einem zweiten Druckwerk, dem eine 
zweite Bebilderungseinrichtung (58) zugeordnet ist, 
welche mittels einer gesteuerten Aktuatorik (518) rela- 
tiv zu den Bebilderungsmedia (54) bewegbar und/oder 
zueinander sind, und einer Steuerungseinheit (520), da- 
durch gekennzeichnet, dass die Steuerungseinheit 
(520) eine Elektronik mit einer Speichereinheit (522) 
umfasst, in der ein Computerprogramm zur Positions- 
korrektur der ersten Bebilderungseinrichtung (56, 58) 
mittels der gesteuerten Aktuatorik (518) und/oder mit- 
tels Veranderung der zeitlichen Auslosung durch ein 
Verfahren gemaB Anspruch 18 abgelegt ist. 

22. Druckmaschine (50), gekennzeichnet durch we- 
nigstens ein Druckwerk (52) gemaB Anspruch 20 oder 
eine Druckwerksgruppe gemaB Anspruch 21. 
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